CESKOSLOVENSKA -4
STt POPIS VYNALEZU | 219118
REPUBLIKA
“" 'K _AUTORSKEMU OSVEDCENI | =
(51) Int. C1.3
_ H 01 L 21/28
(22) P¥ihl&$sno 20 10 81
{21) (PV 7694-81)
(40) Zvefejnéno 30 07 82
URAD PRO VYNALEZY | (45) Vydé&no 15 07 85
A OBIJEVY
(75} ,
Autor vynélezu STEJSKAL PAVEL ing., POJMAN PAVEL ing.,, MAY JAN dr., 8VAB PETR

ing., PRAHA, HOMOLA JAROSLAYV dr. CSc., KLADNO -

(54) Zpiisob vyroby plo$ného nebo vertikdln&-plo$ného &lené&ni hlinikovych

kontakti vikonovych peloveditovych souastek

1

PFfedm#teim vyndlezu je zplsob vyroby
plo8ného nebo vertikdln&-ploSného &lendni
hlinikovych kontakti vikonovych polovodi-
¢ovych souCéastek, opatfenyich wolframovou
nebo molybdenovou dilata¢tni elektrodou.
Podstata vyndlezu spo¢ivd v tom, Ze povrch
kifemikové destiCky opokoveny hlinikovou
vrstvcu o tlouStce 4 aZz 10 um metodou va-
kuového mapateni pri teplot& substratu
200 -4 30 °C s ¢asovou prodlevou 15 aZ 30
min. se selektivné leptd pies fotorezistovou
mizisku ve vodnim roztoku hydroxidu drasel-
ného o koncentraci 60 aZ 80 g/1 a ferrikya-
nidu draselného o koncentraci 150 aZ 200
g/1 pfi teploté 1azné 40 aZ 60 °C, nateZ se po
odstranéni fotorezistové masky mnapiiklad v
toluenu provede za¥ihnuti hlintkového kon-
taktu ve vakuu pfi tlaku niZsim neZ 10-2 Pa
pii teplot& 400 -+ 30 °C s Casovou prodlevou
15 aZ 30 min.
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Vynélez se tyka zplisobu vyroby plodneé-
ho nebo vertikéln&-ploiného ¢lenéni hlini-
kovych kontaktd vykonovych polovodifo-
vych souddstek, opatfenych woliramovou
nebo molybdenovou dilatadni elektrodou.

U v#iSiny vyrdbénych polovodiovych vy-
konovych souldstek je kiemikovd destidka
pripojena jednou stranou k dilatafni wol-
framové mebs molybdenové elektrod&. Dru-
h4 strana kiremikové destitky byva opatiena
kontalktni wrstvou napr¥iklad hlintku o tloust-
ce 4 a¥ 10um. Hlinikovy kontakt byva ob-
vykle vytvoren metocdou vakuového napaio-
vani mebo katodového naprasovani.

Na wvrstvu hliniku jsou kladeny tyto zd
sadni poZadavky:

adheze a dobré elektrické parametry roz-
hrani kov-—polovodi€ [napfiklad ohmitnost
kontaktu, nizky kontaktni odpor apod.],

pFesnd geometrie plo¥ného roz€lendni
kontaktu, tj. na kontakt katody (respektive
emitoru) a Fidicl struktury (baze).

Dobré parametry kontaktu se cbvykle do-
sdhnou vhodnym reZ mem naparovani a- ize-
jména tepelného zpracovani napafené vrst-
vy, které se v@tSinou provadi b&hem poko-
vent nebo pa viastnim napafeni bez pferu-
Seni vakua. Clen&ni kontaktu se provadi nej-
Calstdji dvéma zplhsoby, a to b&hem pokovo-
vani pomoci mechanické masky nebo fotoli-
tograficky — selektivnim vyleptdnim kovo-
vé kontaktni vrstvy pres fotorezistovou mas-
ku. ‘

Prvy zplsob flenéni je znatné nepfesny a
v pripadd sloZitéjsich struktur melze prak-
ticky pouZit. U druhého zpliscbu zdvisi geo-
mietrickd pPesnost na teploté predchoziho
zpracovdni hlinfkcvé vrstvy, vyb&ru lepta-
ciho finidla a technclogii vyleptdni.

Tepelné zpracovani kontaktni vostvy ma
vliv na mikrostrukturu hliniku., Vy331 tep-
lota Zihani znamend v&t3i zrnitost hliniku.
Vzhledem Kk tomu, Ze nésledné vyleptani
probiha piedeviim po hranici zrn, vede to-
to k vétsi meplesnosti reprodukce fotorezis-
tové masky. PouZit{ niZ3i teploty v3ak zna-
mend hor3i adhezi i elektrické wparametry
kontaktu,

Leptaci Cinidla na bézi KOH, HNOs HF
nejsou vhodnd, protoZe leptaji materidl di-
lavatni elektrody (Mo, W) mnebo AlSi nataw
mezi kPemikovou destitkou a elektrodou. U
polovodifovych coufastek, které nemaji di-
latagni elektrodu, se cbvykle pouZivd kyse-
lina fosforeina. V nasem pripad® se v¥ak
neosveédtuje, tvar kontaktu je mnepfesny,
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hranice neostré. Dlvcdem je rozdilnost e-
lektrochemickych potenc'dld rdznych ma-
teridld pFitcmmych v leptacim rcztoku.
Kvalitni plo$né& nebo vertikding &lenény
hlinikovy kontakt vykonovych polovodico-
vich souldstek opatfenych molybdenovou
nebo wolframovou dilatatni elektrodou lze
ziskat zpfisobem vyroby dle vynalezu, ktery
ods:rafiuje v§Se uvedené mnevyholy. Jeho
podstata spo3iva v tom, Ze povwch kiemiko-
vé destifky pokoveny hlinfkcvou vrstvou o

. tlou$tce 4 aZ 10 ym metcdou vakwového na-

pafeni pri teplotd substratu 203 -+ 30 °C s
¢asovou prodlevou 15 aZ 30 min. se selek-
tivn& lepta pfes fotorezistovou masku ve
vodnfm roztoku hydroxidu draselného o
konicenitraci 60 aZ 80 g/l a ferrikyanidu dra-
selného o koncentraci 150 aZ 200 g/l p¥i
teploté 14dzn& 40 a% 60 °C, nateZ se po od-
strandni fotorezistové mrasky napfiklad v
toluemu prowvede zaZihnutim hlintkového
kontaktu ve vakuu pPi tlaku -niZ8im neZ
10-2 Pa pfi teploté 409 <= 30 °C s Casovou
prodleveu 15 aZ 30 min. Vyleptani je moZ-

" né provadst v ultrazvukovém poli.

Vytvofend kontakitni struktura se vyzna-
guje . vysckou piresnosti reprodukce ¢lenéné-
ho motivu a vysokou pFilnavosti ke kfemiko-
vé destifce, ddle pak ochmi¢nosti kontaktu a
nizkym kontaktnim cdporem. Pokud se vy-
leptani hlintkového kontaktu provadi v ul-
trazvukovém poli, cely proces se urychli.

Priklad provedeni:

Kiremikovd destitka spojend s wolframo-
vou nebo molybdenovou dilatatni elektro-
dou se vakuovym napafovdnim opat¥i wrst-
vou hliniku o tlouStce 8 um p¥i teploté sub-
stratu 200 -°C. Po- vytvoiemi fotorezistové
masky s danym konstruk&nim plodnym mo-
tivem: se- provede vyleptdni hlinikového kcn-
taktu ve vodnim® roztoku hydroxidu drasel-
ného o koncentraci 70 g/1 a Tferrikyanidu
draselného o koncentraci 170 g/l pfi tep-
Icitg 14zm& 50 °C. Po sejmuti rezistové mas-
ky v toluenu se souldstka zaZihne ve vakuu
Fadu 10-3 Pa pfi teplot&é 400 °C po dobu 15
minut.

Vynélez nalezne uplatnédni pri vyrobé& vy-
konovych polovodifovych souléstek s plos-
n® nebo vertikdlng <lendnym kontaktem a
vysok¢mi nédroky na dobré elektrické a me-
chanické vlastnosti kontaktu a presnost geo-
metrie plo§ného ¢lendni.



219118

PREDMET VYNALEZU

1. Zplsoh vyreby plosSného nebo vertikal-
né-plo3ného ¢&lenéni hlintkovych kontaktd
vikcnovych polovoditovich soucastek, opa-
tfenych wolframovou nebo molybdenocvou
dilatadni elektrodou vyznafeny tim, Ze po-
vrch kiemikové destitky poleoveny hliniko-
vou vrstvou o tloudtce 4 aZ 10 wm meiodou
vakuového napafeni pri teploté substratu
minut se selektivné leptd ples fotorezisto-
vou masku ve wodnim roztcku hydroxidu

draselného o koncentraci 60 aZz 80 g/l a fe-
rrikyanidu draselnéhc o koncematraci 150 aZ
200 g/1 pti teplotd lazn& 40 aZ 60 °C, naleZ
se¢ po odstranéni fotcrezistové masky napi.
v #oluwenu provede zaZihuouti hlintkového
kontekiu ve vakuu p¥l dwmku  niZ8tho neZ
10-2 Pa pii tepictd 450 -+ 30 °C s €asovou
prodlevou 15 a7 20 mun.

2. Zpasob podle bodu 1, vyznaCeny tim, Ze
vyleptani struktury hlinikového kontaktu se
provede v ultrazvukovém poli.
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